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コーヒーなどの滴を机などの固い基盤上にこぼしてしまった時、しばらく放っておくと、リン

グ状のコーヒーの"しみ"ができる。この現象は、液滴の蒸発に伴って生じる液滴内部の流動によ

るものであることが良く知られている [1，2]が、蒸発過程の詳細については明らかになっていな

い。インクジェットから噴出され基盤に着弾した液滴の蒸発過程や、 DNAチップの製造過程など

にも関連する現象であり、理論及びシミュレーションによる理解が求められているo 本研究では、

粒子法の一種である MPS(lVlovingParticle Semi-implicit)法[3]を用いて、高分子液滴の蒸発に関

する初歩的なシミュレーシヨンを行ったロ

1 高分子液滴の蒸発モデル

高分子液滴の蒸発モデルを以下で簡単に説明する。溶媒の蒸発は粒子を消去することで対応し、

MPS法の表面張力モデル [4]と基盤上液滴のモデル [5]も合わせて適用することにより、基盤と液

滴の濡れ性を考慮する。また、 lVIPS法はLagrange描像のシミュレーション手法であることに注

意するo MPS法の詳細については、講演の際に紹介するo
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ここで、 Fには GL型自由エネルギーを用いた。

2 結果

シミュレーシヨンでは、初期状態として濃度が一様な高分子液滴を基盤上に置き、一定時間蒸発

させた。図 1は一定時間溶媒を蒸発させた後の液滴のスナップショットである。高分子の体積分率

が多い所が赤色に、少ない所が青色に表示されていている。このスナップショットを見てみると、

1.液滴表面に、高分子濃度が高いクラスト(表皮)が形成されている

2.コンタクトライン付近の高分子濃度が高い(コーヒーステイン現象)
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様子が見て取れる。クラスト効果については、文献 [6]で報告されている。図2では、液滴の中心

からの距離に対して高分子の体積分率をプロットした。液滴中心付近で、は、体積分率は初期体積

分率 (0.05)からあまり変化していないが、コンタクトライン付近では急激に体積分率が上昇して

いる様子がわかる。
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図 2:コーヒーステイン現象

図 1:クラスト効果
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